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平成２９年度後期技能検定「光学機器組立て作業」の実技試験開催
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平成２９年１２月９日(土)、１０日（日）、１６日（土））港区芝公園の機械振興会館会議室において、平成２９年度後期技能検定「光学機器組立作業」が実施されました。今回の受験者は、１級　２７名、２級　１８名、合計　４５名となりました。
各社の内訳は次の通りです。
オリンパス㈱　　　　　 １級：　２名　　２級：　７名　　合計：　　９名

キヤノン㈱　　　　　　 １級：１１名　　２級：　１名　　合計：　１２名

㈱トプコン　　　　　 　１級：　１名　　２級：　０名　　合計：　　１名

㈱ニコン　　　　　　 　１級：１０名　　２級：　３名　　合計：　１３名

その他　　　　　　　　　１級：　３名　　２級：　７名　　合計：　１０名

（合　計）　　　　　 　　１級：２７名　　２級：１８名　　合計：　４５名

オリンパス㈱、キヤノン㈱、㈱トプコン、㈱ニコン、その他４社からの受験者がございました。中道首席検定委員他４名の検定委員の方々、また各社からご出席頂いた補佐員の方々の多大なるご尽力により、無事終了することができました。この場を借りて、お礼を申し上げます。
また、２０１８年２月に開催予定の実技試験に関する検討会にて、来年度の技能検定試験に向けて万全の準備を進める予定です。器材点検は、２０１８年３月に予定しております。
ＩＳＯ/ＴＣ１７２／ＳＣ１／ＷＧ１／ＷＧ２第三回合同委員会
　
平成２９年１２月１９日(火)午後、港区芝公園の機械振興会館会議室にて、平成２９年度ＩＳＯ/ＴＣ１７２/ＳＣ１/ＷＧ１/ＷＧ２第三回合同委員会、ISO/TC172/SC1/WG1委員会、ISO/TC172/SC1/WG2委員会が開催されました。
議題及び議事録は、以下の通りです。
1． 議　題　：　東京国際会議報告等
小山主査、富岡主査より関連ISOの報告を行った。報告の詳細は、小山主査及び富岡主査出張報告書による。
議題及び議事録；

（WG1）　 
-ISO/WD TR 14999-2 の審議結果
ISO/WD TR 14999-2 "Optics and photonics –Interferometric measurement of optical elements and optical systems –Part2: Measurement and evaluation techniques" 　　　　（干渉計測に対するテクニカルレポート、14999-4と10110-5に関係）
日本からは、Tableの記述やFigureの写真は、14999-4に合わせるべきとの意見を述べ、その点については、新PLが見直す方向となった。
　　　　　　
-ISO/CD 19962 の審議結果
ISO/CD 19962 "Optics and photonics –Spectroscopic measurement methods for radiation scattered by optical components”（前方散乱計測）

一昨年のパリ会議後、正式にSC1WG1所管となったもので、PLの室谷先生から修正についての説明があった。主な修正箇所は、USからのコメントに対応するもので、以下の内容である。
・350-800nmのうちの任意の波長範囲を設定できるようにしたこと
・散乱測定の表記（記号）を変えて、MCA(Minimum Collection Angle)を入れること
・散乱値が小さく、設定値にノイズが多い場合は値を除外すること（例を示す）

　　　　　　
-ISO/WD 15368 の審議結果
ISO/WD 15368 "Optics and photonics –Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements"（平面の反射率、平板の透過率）

Project leader:Leonard Hanssen（米）
　PL不在であり原稿も届いていないことから、進め方の提案は大西氏から行った。提案としては、ダブルビームに関しての15368-2を作るというものである。
　　・ダブルビーム方式は、シングルビーム方式とは特長、測定法、適用範囲が異なる（低透過率、高精度測定にはダブルビーム方式が適している）
　　・しかし、ダブルビーム方式の測定法の標準が無い　（現状の15368には、言及はあるものの具体的には不明瞭）
　本提案に対し、各国とも賛成。しかし、題名上は区別がつかず、合体の可能性もあるのではという意見もあった。（USのPaul Murphy）

　結論としては、タイムフレームを48か月に延ばし、15368と15368-2の原稿作成を並行して進めて、次回の国際会議で進め方を決定することになった。

　　　　　　
-ISO/PWI 22132(→14997-2) の審議結果
ISO/PWI 22132 "Optics and photonics –Machine vision test methods for surface imperfections”（14997（表面欠陥）のマシンビジョン版）
Project leader:Arno Warken（独）

　PLのPWI原稿(N467)に対し、種々の意見が飛び交った。
　　・Intro：ISOの標準的な書き方になっていない(Dave)

 ：machine visionという文言が適切なのか？(computer visionとの使い分け：Rich)

　　・Scope：商業的な表現ではなくするべき（米ではScopeを正しく書くのが最重要：Dave）：偏光もScopeに入れてはどうか(Manfred Thomae)

　　・3.1(machine visionの定義)：何を見ているのか判る言葉遣いにすべき(Sven Kiontke)

（他のmachine visionとの混同を招かないような適切な言い回しが必要）
　　・3.2(long scratch)：scratchの文言でよいのか (ISO9802,9806にscratchについての記載あり)
  結局、プロジェクトを作り、そのメンバーでScopeも含めて話し合うことになった。メンバーは、独・米からはArno, Dirk, Sven, Daveの４名は確定し、英国のJohn Nesbittも推薦された。仏も出す方向、ルーマニアは持ち帰り。日本は、現在各社まちまちに検討中のジャンルであり、積極的な情報提供にはノウハウ流出のリスクがあるため、本プロジェクトには今のところメンバーを出さないとの判断をした。
　結論としては、本件(22132)は、ISO/PWI14997-2として、上記プロジェクトメンバーで14997、10110-7と一緒に議論することになった。また本件の名称は、下記のように改めることになった。

　ISO/PWI 14997-2 “Optics and photonics –Test methods for surface imperfections of optical elements – Part2: Machine vision” 

　　　　　　
-ISO/WD 13653 の審議結果
ISO/WD 13653 "Optics and photonics –General optical test methods –Measurement of relative irradiance in the image field”（周辺光量の計測方法）

Project leader: Axel Krause（独）

　日本からのコメントである「正負両方向を測定する必要の無い場合がある」については、その意見を反映した文章を追記してくれた。
　特に問題も無いので、CDをスキップして次回原稿はDISとすることになった。

　　　　　　
-ISO/FDIS 8478 の審議結果

ISO/FDIS 8478 " Optics and photonics –Camera lenses –Measurement of ISO spectral transmittance”（分光透過率の測定方法）
　前回のブカレスト会議にて、修正点が微少なのでPLは設けず事務局対応となったもので、審議の結果問題なし。（事前投票結果も反対国無し）来月にも正式発行。
　　　　　　
-ISO 9334:2012 のSR審議結果
ISO 9334:2012 "Optics and photonics –Optical transfer function –Definitions and mathematical relationships”（OTFの定義と数学的関係）
　修正要望(Revise/Amend)を出していたのは日本だけだったが、質問的な意味合いであり、今すぐ修正の必要があるということではないとの説明をし、結局このまま5年間継続ということになった。
　　　　　　
-ISO 9335:2012 のSR審議結果
ISO 9335:2012 “Optics and photonics –Optical transfer function –Principles and procedures of measurement”（OTFの原理と測定手順）
韓国だけが修正要望(Revise/Amend)を出していたが、コメント投稿もなく、本国際会議にも欠席しているため、会議参加国の総意で今後の5年間継続が承認された。
　　　　　
-ISO/FDIS 14997 におけるFDIS投票結果のやりとりについて

ISO/FDIS 14997 "Optics and photonics –Test methods for surface imperfections of optical elements"（表面欠陥の評価法）
Project leader: David Aikens（米）
　FDIS投票での米国からのeditorialコメント(US015：引例の追加)に対し、事務局のClara（独）とPLのDave（米）との攻防が今後の参考になるので、以下に記載する。
（WG2）　
-ISO/DIS 10110-18の審議結果
ISO/DIS 10110-18 "Optics and optical instruments – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part18: Stress birefringence, bubbles and inclusions, and homogeneity and striae"

・DIS段階にも関わらず、各国から92の指摘と修正事項があったため、FDISに移行する前に2nd DISを作って再レビューすることをJISCから提案、2nd DIS作ることで合意された。

・Titleについて、Material imperfectionsなのかMaterial specificationsなのかといった議論があったが、最終的にはこれらを無くして“Stress birefringence, bubbles and inclusions, homogeneity and striae”とすることで合意された。

【アクション】

特に無し。ISO12123と整合性を取りながら進める必要があるため、ISO12123の最新状況を把握して進めることが重要。
-ISO/CD 10110-1の審議結果
ISO/CD 10110-1, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 1: General"

【概要】

・Global coordinate, Local coordinateの関係が不明、またサンプル図面に間違いが多すぎるため、DIS移行投票に対してJISCはNo with commentsで投票していた。事前送付された修正版(N683)と今回の討議を通してJISC側の不明点もおおよそクリアになった。

・Part18の討議の中で、1.Scopeに書くISO10110 seriesに関する文章を統一すべきとの議論があり、Part1で再討議した。その結果、“…in the ISO series, which standardizes drawing indications for optical elements and systems.”という書き方で統一することを決定。現在改定中のISO10110 series及び今後改定または新規制定されるISO10110 seriesはこの書き方で統一することとなる。
【アクション】

・2017年12月頃に，Informalな図面レビューが行われるため、JISC側も対応が必要。また、DISの配布と投票は2018年春から夏にかけて行われ、次回国際会議でFDIS移行判断されるものと思われる。



-ISO/CD 10110-8の審議結果

ISO/CD 10110-8, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 8: Surface texture; roughness and waviness"

【概要】

・USから指摘のあったTerms and definitionにおける”sampled surface data”は不要では？という指摘(US015)に関しては、削除することで方向付けされた。

・日本からの指摘(JP046)である前バージョンには記載のあったMicrodefectsを今回から削除した件については、Foreword　Cに削除になった背景を記載することで方向付けされた。

・上記の修正点を反映したDISを作成することで最終的に合意された。
【アクション】

・2018年春から夏頃にDISの投票が開始される予定。特に課題はないが、上記local scopeの定義及び式について、しっかりとチェックする必要がある。


-ISO/CD 10110-12の審議結果
ISO/CD 10110-12, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 12: Aspheric surfaces"
【概要】
・本件、2nd CDにおいても多くの間違いが多いため、JISCはNo with commentsで投票していた。このような背景もあり、本セッションの前にPLのSven Kintoke氏と個別打合せを持ち、JISC側から提出したCommentsについて説明した。

・Power SeriesとPolynomialsが文章中で混在して使われていた点については、事前打合の中で指摘して理解してもらった。次回DISの際には修正されるものと思われる。

・日本から指摘(JP080)していた、“Strong asphere”についてもAnnexを設けて追加説目する件についても合意が得られ、次回DISの際には追加になると思われる。

【アクション】
・特に無し。

・2018年4月頃には、DISが配布される予定であり、修正内容が妥当かしっかり確認していく。


-ISO/DIS 10110-14の審議結果
ISO/DIS 10110-14, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 14: Wavefront deformation tolerances"
【概要】

・Example 12のTargetの書き方についてはJISCからも指摘していたが、Zernikeの記載方法はISO14999-4に統一して、Z8=Z(4,0)、Z15=Z(6,0)という書き方に変更になった。・日本から指摘していたISO10110-5のAnnex Bのような一覧表の追加(JP019)については、3/->13/に変えればそのまま使えるので、”3/->13/に置き換えて、ISO10110-5 Annex Bを参照”との一文を追加するとの方向づけとなった。

・FDISに移行することで基本合意されたが、念のためにinformalなcirculationを行い、FDIS Draftの完成度を上げることとなった。
【アクション】

2018/2頃にFDIS前のinformalなcirculationが2月頃に行われる。JISCとしても詳細なチェックを行う。

　　　　　　
- ISO/PWI 10110-16の審議結果
ISO/PWI 10110-16, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 16: Diffractive surfaces”
【概要】

・今後、Expertsで再打合せを持つ方向で整合された。France、USAからもExpertを出す方向で検討するとのこと。なお、日本としては本ISO策定に積極的に関与しない方針であり、日本からはExpertは出す予定なし。

・本討議の中で、Metrologyもセットで進める必要があるとの意見あり。その結果、SC1/WG1でDOEのMetrologyについて検討を行うことを提案することが決まった。SC1/WG1の中で、今後DOEのMetrologyに関する議論が始まると思われる。

【アクション】

特になし。DOEのMetrology規格作成の動きが開始された場合、SC1/WG1との連携が必要となる。
平成２９年１０月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル
カメラ
	329,649
(0.99)
	15,047
(1.11)
	524,864
(0.99)
	390,739
(1.07)
	17,063
(1.07)
	484,553
(0.97)
	171,339
(1.23)

	フィルム

カメラ
	7,646
(1.08)
	7,761
(1.05)
	5,937
(1.10)
	7,159
(1.05)
	7,169
(1.02)
	6,111
(1.08)
	10,735
(0.89)

	交換レンズ


	258,362
(0.87)
	14,094
(0.67)
	188,806
(1.16)
	416,889
(0.96)
	17,218
(0.98)
	38,219
(0.73)
	488,205
(0.85)

	光学・精密
測定機
	27,385
(1.32)
	5,621
 (1.05)
	-
	25,314
(1.13)
	5,200
(0.99)
	-
	27,374
(1.00)

	光分析機器

	16,894
(1.03)
	 17,905
(0.89)
	-
	16,660
(0.96)
	17,287
(0.88)
	-
	7,368
(1.15)

	測量機


	4,323
(1.42)
	782
(1.19)
	-
	8,450
(1.38)
	1,345
(1.37)
	-
	4,853
(0.73)

	合　計


	  -    

	61,210
(0.90)
	-
	-

	65,282
(0.98)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの　
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